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Fig.S1. Change in the composition of nickel compounds in the form of complex ions and molecules (symbol "a" in the formula) and solid hydroxide compounds Ni(II,III) depending on the temperature of the system at different pH: 11(A) and 13(B). pH are given for 25 ℃. Concentration Ni -0.37 mmol/kg, NH3 - 5.88 mol/kg. C- concentration in solution, mol/kg.

Рис.S1. Изменение состава соединений никеля в виде комплексных ионов и молекул (символ «а» в формуле) и твёрдых гидроксидных соединений Ni(II,III) в зависимости от температуры системы при различных рН: 11(А) и 13 (Б). рН приведены для 25 0С.  Концентрация Ni -0.37 ммоль/кг, NH3 - 5.88 моль/кг. C- концентрация в растворе, моль/кг.
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Fig.S2. Typical X-ray diffraction patterns of the film b-Ni(OH)2, deposited on the surface of glass reactor walls (blue color). Vertical lines (red color) depict reflection of -Ni(OH)2 phase,  green color depicts reflection of the phase (Ni(OH )2( NiOOH)0.167)0.857 in accordance with Database PDF-2 (ICDD Release 2009), Table S1.
[bookmark: _Hlk80107993][bookmark: _Hlk80108129]Рис. S2. Пример рентгенограммы образца плёнки гидроксида никеля b-Ni(OH)2, осаждённого на поверхность стенки реактора из стекла (синий цвет). Вертикальные линии (красный цвет) - положения рефлексов фазы b-Ni(OH)2, (зелёный цвет) - рефлексы фазы состава ( Ni(OH )2( NiOOH)0.167)0.857 по данным библиотеки PDF-2 (ICDD Release 2009), Таблица. S1. 
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Fig.S3. Typical Raman-spectra of Nickle hydroxide films on the surface of glass after two successive chemical depositions at 80 ℃. The inset shows part of the spectrum including valent band Ni-O vibrational modes. The spectra are written at room temperature by RENISHAW-1000 spectrometer (λ = 532 нм, Р = 12 mW).  The bands at 310, 446 и 3600 1/cm correspond to Eg and А1g lattice modes and A1g O−H stretch mode of H-O-H molecules [14]. 

Рис.S3. Типичный КР-спектр плёнки гидроксида никеля на поверхности стекла, полученной в результате двух последовательных осаждений при 80 ℃ в одинаковых условиях. На вставке – фрагмент спектра в области валентных колебаний Ni-O. Спектр записан при комнатной температуре на спектрометре RENISHAW-1000 (λ = 532 нм, Р = 12 мВт).  Интенсивные полосы с частотами 310,  446 и 3600  относят соответственной к  Eg решёточной моде,  А1g решёточной моде и A1g O−H деформационные колебания молекул связанной воды.
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Fig.S4. (A). Diagram of changes in the absorption coefficient (a) of films Ni(OH)2|| SiO2 of different thickness (d) in the coordinates of the Tauk equation (4) , a – absorption (r.u.), d – film thickness, А – coefficient (r.u.), – photons energy, eV, n = 0.5 for direct transitions in phase b-Ni(OH)2 [ (14) ]. (B). Equation for the coefficient a of film , used in the leas-square estimation of DE for  the selected section of the spectrum (A).



[bookmark: _Hlk80277743]Рис.S4. (A). Диаграмма изменения коэффициента абсорбции плёнок Ni(OH)2||SiO2 различной толщины (d) в координатах уравнений для Таука [ (12) ] ,      a – коэффициент абсорбции, отн. ед., d – толщина плёнки, отн. ед., А – коэффициент пропорциональности, отн. ед., – энергия фотонов, эВ,   n – показатель степени, принятый 0.5 для случая прямых разрешённых переходов в фазе b-Ni(OH)2 [ (14) ]. (Б). Уравнение для коэффициента абсорбции (a)выделенного участка спектра, использованное для нахождений DE методом наименьших квадратов. 
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Fig.S5. Change in the concentration of Ni(II) in the filtrate (1), ash (2) and nickel hydroxide film on the surface of the glass (3), pH = 11.3, the total concentration of nickel - 0.83 mmol / l, the concentration of ammonia - 8.5 mol / l, the temperature of 85 ℃. The lines are the result of approximation according to the equation of irreversible reaction of the 1st order for nickel ions. On the points the interval estimation of error of determination of relative concentration of nickel is indicated.
Рис.S5. Изменение концентрации Ni(II) в фильтрате (1), золе (2) и плёнке гидроксида никеля на поверхности стекла (3), рН=11.3, общая концентрация никеля – 0.83 ммоль/л, концентрация аммиака – 8.5 моль/л, температура 85 С. Линии – результат аппроксимации по уравнению необратимой реакции 1-го порядка по ионам никеля. На точках указана интервальная оценка погрешности определения относительной концентрации никеля.















[image: ]

Fig.S6. Change in the concentration of the substrate – a pair (BQ-HQ) with a concentration of 0.10 mmol / l when irradiating the solution with UV radiation of the reactor, the inner walls of which are covered with a film Ni(OH)2 of increasing thickness, pH 7.8, 23 ° C.
Рис.S6. (Рисунок 8.)  Изменение концентрации субстрата – пары (BQ-HQ) с концентрацией 0.10 ммоль/л при облучении раствора УФ-излучением реактора, внутренние стенки которого покрыты плёнкой Ni(OH)2 возрастающей толщины, рН 7.8, 23 ℃. 
[image: ]

Fig.S7. An example of "current (I) - potential (E)" dependencies obtained in the mode of inversion voltammetry of the working electrode - film «Ni(OH)2||stainless steel» with AgCl reference and Pt-polarization electrodes. The potential scanning speeds ranged from 50 to 10,000 mV/s (insert). (B). The dependence of the derivative current on the speed of the scan (v) on the potential E  at 0.8 V is 100 times greater than in the reference when using an oxide film on the surface of the Ni-electrode.


Рис.S7. (А). Пример зависимостей «ток (I) – потенциал (E)», полученных в режиме  инверсионной вольтамперометрии рабочего электрода - плёнки Ni(OH)2||stainless steel с AgCl-электродом сравнения и Pt-поляризационным электродом.  Скорости развёртки потенциала изменяли в пределах от 50 до 10000 мВ/с (вставка). (Б). Зависимость производной тока по скорости развёртки (v),   от потенциала E при 0.8 В в 100 раз больше, чем в ссылке при использовании окисной плёнки на поверхности Ni-электрода.
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Fig.S8. Dependence of the coherent scattering region (CSR) of crystallites in the film on the thickness of the nickel hydroxide film d (sequential deposition under the same conditions).

Рис.S8. Зависимость области когерентного рассеяния (ОКР) кристаллитов в плёнке от толщины плёнки гидроксида никеля d (последовательное осаждение в одинаковых условиях).
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Fig.S9. Effect of temperature on the mass fraction of b(p) sole and b(f) film in the formation of nickel hydroxide.
Рис.S9. Влияние температуры на массовую долю b(p) золя и b(f) плёнки при образовании гидроксида никеля.


[bookmark: _Hlk81995383][image: ]
Fig.S10. Change in the particles distribution curve Ni(OH)2 in size in solution depending on the synthesis time at pH = 11.3, the total concentration of nickel - 0.83 mmol / l, ammonia concentration - 8.5 mol / l, temperature 70 ° C. Measurements were carried out within the spectrometer cell.
Рис.S10.  Изменение кривой распределения частиц Ni(OH)2 по размерам в растворе в зависимости от времени синтеза при рН=11.3, общей концентрации никеля – 0.83 ммоль/л, концентрация аммиака – 8.5 моль/л, температуре 70 ℃. Измерения проведены в ячейке спектрометра.

Table.S1. Parameters of nickel hydroxide film deposited on the surface of glass identified in hexagonal crystallin lattice of Brookite (B), β-Ni(OH)2 (P3̅m1), PDF-2 library (ICDD Release 2009; (*) – reflexes are noted, the widening of which is caused by a defect in the packaging of the planes "ab", [32].

Таблица 1. Параметры плёнки гидроксида никеля, осаждённого на поверхность стекла, идентифицированного в гексагональной решётки брукита (Б), β-Ni(OH)2 (P3̅m1), библиотека PDF-2 (ICDD Release 2009; (*) – отмечены рефлексы, уширение которых вызвано дефектом упаковки плоскостей «ab», [32]. 
	d[A]
	2theta[°]
	Int.
	FWHM
	совпадение
	hkl

	5.1239
	17.3069
	4.07
	0.18
	
	

	4.6272
	19.1816
	1000
	0.18
	Б
	[001]*

	2.717
	32.9681
	2.8
	0.18
	Б
	[100]

	2.3395
	38.4808
	6.95
	0.18
	Б
	[101]*

	2.3106
	38.982
	11.92
	0.18
	Б
	[101]

	1.8492
	49.2778
	0.58
	0.18
	
	

	1.7563
	52.0751
	2.72
	0.18
	Б
	

	1.5661
	58.9782
	1.75
	0.18
	Б
	[110]

	1.5394
	60.1061
	4.34
	0.18
	Б
	[110]


*) – рефлексы, уширение которых может быть вызвано дефектами упаковки
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